This Page Is Inserted by IFW Operations 
and is not a part of the Official Record 

BEST AVAILABLE IMAGES 



V 



Defective images within this document are accurate representations of 
the original documents submitted by the applicant. : 

Defects in the images may include (but are not limited to): 



• BLACK BORDERS 

• TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 

• FADED TEXT 

• ILLEGIBLE TEXT 

• SKEWED/SLANTED IMAGES 

• COLORED PHOTOS 

• BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS 

• GRAY SCALE DOCUMENTS 



IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 

As rescanning documents will not correct images, 
please do not report the images to the 
Image Problem Mailbox. 



® BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND 




© Offenl gungsschrift 
, DE 197 48 520 A 1 



® Int. CI. 6 : 

B 01 J 19/12 

//A61L2/08,G01N 
1/44 



DEUTSCHES 
PATENT- UND 
MARKENAMT 



@ Aktenzeichen: 
@ Anmeldetag: 
@ Offenlegungstag: 



197 48 520.0 
3. 11.97 
6. 5.99 



CM 
lO 

00 
UJ 

O 



@ Anmelder: 

Mikrowellen-Systeme MWS GmbH, Kublis, CH 

@ Vertreter: 

Mitscherlich & Partner, Patent- und Rechtsanwalte, 
80331 Munchen 



@ Erfinder: 

Lautenschiager, Werner, 88299 Leutkirch, DE 



Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

© Vorrichtung zum Auslosen und/oder Fordern chemischer Prozesse durch Bestrahlung eines Ausgangsstoffs 
mit elektromagnetischen Wellen 

® Bei einer Vorrichtung zum Auslosen und/oder Fordern 
chemischer Prozesse durch Bestrahlung eines Ausgangs- 
stoffs (7) mit elektromagnetischen Wellen, mit wenig- 
stens einem von einer Wandung umgebenen Aufnahme- 
raum (6a) fur den Ausgangsstoff (7), einer ersten Strah- 
lungsquelle (5), die den Aufnahmeraum (6) mit einer vor- 
zugsweise langwetlige elektromagnetische Wellen auf- 
weisenden ersten Strahlung (5a) bestrahlt, einer zweiten 
Strahlungsquelle (8), die den Aufnahmeraum (6a) mit ei- 
ner kurzwellige elektromagnetische Wellen enthaltenden 
zweiten Strahlung (8a) bestrahlt, und einer elektrischen 
Steuereinrichtung zum Steuem der Vorrichtung (1), wo- 
bei die zweite Strahlungsquelle (8) im Aufnahmeraum 
(6a) angeordnet ist. 
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Beschreibung 

Es ist bekannt, chemische Prozesse dadurch auszulosen 
oder zu fordern, da8 ein in einem Aufnahmeraum befindli- 
cher Ausgangsstoff mit langwelligen elektromagnetischen 5 
Wellen, wie z. B. Mikrowellen, oder kurzwelligen elektro- 
magnetischen Wellen, wie z. B. ultra violettes Licht (UV) 
oder Infrarotlicht (ER) bestrahlt werden. Beide Bestrah- 
lungsmaBnahmen konnen aufgrund ihrer unterschiedlichen 
Wirkungsweisen ganz spezifische Einsatzbereiche haben, 10 
wobei allerdings auch Bereichsiiberlappungen vorkommen. 
Ein wesentliches Merkmal ist, ob der chemische ProzeB im 
Ausgangsstoff bei Normaltemperatur oder bei erhohter 
Temperatur stattfinden soil. Dabei ist zu beriicksichtigen, 
daB eine Bestrahlung langwelligen elektromagnetischen 15 
Wellen zu einer erhohten Temperatur im zu bestrahlenden 
Ausgangsstoff fuhrt, wenn dieser die langwelh'gen elektro- 
magnetischen Wellen absorbiert. Eine Bestrahlung mit kurz- 
welligen elektromagnetischen Wellen kann dagegen bei ei- 
ner Normaltemperatur im Ausgangsstoff oder bei einer nur 20 
vernachlassigbar geringen Temperaturerhohung oder einer 
geringen Temperaturerhohung erfolgen. Eine langwellige 
elektromagnetische Bestrahlung wird z. B. dann gewahlt, 
wenn der zu behandelnde Ausgangsstoff bei erhohter Tem- 
peratur aufgeschlossen werden soil, wie es in vielen Fallen 25 
bei einer Stoffanalyse erforderlich ist Eine Bestrahlung mit 
kurzwelligen elektromagnetischen Wellen kann dagegen bei 
niedriger Temperatur oder Normal- bzw. Raumtemperatur 
erfolgen. Ein Bestrahlung mit UV-Licht eignet sich z. B. gut 
zum Abtoten von Keimen zwecks Sterilisation. 30 

Eine Vorrichtung der eingangs angegebenen Art ist in der 
EP-B-0 429 814 beschrieben. Bei dieser bekannten Vorrich- 
tung ist eine erste Strahlungsquelle vorgesehen zur Erzeu- 
gung und Einkopplung einer langwellige elektromagneti- 
sche Wellen wie Mikrowellen aufweisenden ersten Strah- 35 
lung in einen ersten Bestrahiungsraum, in dem sich ein topf- 
formiger Aufnahmebehalter fur den zu bestrahlenden Aus- 
gangsstoff befindet. AuBerdem ist in dem ersten Bestrah- 
lungsraum eine zweite Strahlungsquelle zum Erzeugen von 
kurzwelligen elektromagnetischen Wellen, z. B. UV-Licht, 40 
in Form eines Gasreaktionsrohres in Ringform vorgesehen, 
der den Aufnahmebehalter umgibt. Das Gasreaktionsrohr ist 
bei Unterdruck mit einem Gas gefullt, welches beim Be- 
strahlen mit der langwelligen ersten Strahlung diese absor- 
biert, wodurch die zweite Strahlung erzeugt wird, wobei bei 45 
einer niedrigen Leistung der ersten Strahlungsquelle der 
Ausgangsstoff im wesentlichen ohne Erwarmung bestrahlt 
werden kann und bei einer hohen Leistung der ersten Strah- 
lungsquelle der Ausgangsstoff bei erhohter Temperatur be- 
strahlt werden kann. 50 

Bei dieser bekannten Vorrichtung ist die zweite Strah- 
lungsquelle in Ringform ausgebildet, wobei sie den Aufnah- 
mebehalter mit dem darin befindlichen Ausgangsstoff ring- 
formig umgibt. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, bei einer Vor- 55 
richtung der eingangs angegebenen Art die Leistungsfahig- 
keit der Vorrichtung oder die Bestrahlung, insbesondere hin- 
sichtlich der zweiten Strahlung, zu verbessern. 

Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des Anspruchs 1 
gelost. 60 

Bei der erfindungsgemaBen Ausgestaltung ist die zweite 
Strahlungsquelle wenigstens teilweise im Aufnahmebehal- 
ter angeordnet. Hierdurch ist die zweite Strahlungsquelle in 
der Lage, das Ausgangsmaterial mit direktem oder indirek- 
tem Kontakt zu bestrahlen und zwar von innen nach auBen. 65 
Dabei kann die zweite Strahlungsquelle sich iiber dem Aus- 
gangsstoff oder sich wenigstens teilweise im Ausgangsstoff 
befinden, wobei sie darin vollig untertauchen kann oder ins- 
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besondere als aufrechter langlicher Korper, mit einem unte- 
ren Abschnitt in das Ausgangsmaterial eintauchen und mit 
einem oberen Abschnitt aus dem Ausgangsstoff oder aus 
dem Aufnahmebehalter nach oben herausragen kann. Es 
zeigt sich bei der erfindungsgemaBen Ausgestaltung, daB 
eine Bestrahlung des Ausgangsstoffs von innen nach auBen 
verlustarmer und somit leistungsfahiger durchgefuhrt wer- 
den kann, da die zur Verfugung stehende Strahlungsleistung 
besser ausgenutzt werden kann. 

Die zweite Strahlungsquelle kann durch einen Plasrna- 
Strahler gebildet sein, der eine kurzwellige Wellen aufwei- 
sende Strahlung abgibt, z. B. IR- oder vorzugsweise UV- 
Licht. 

Es ist im weiteren im Rahmen der Erfindung moglich, 
eine zweite Strahlungsquelle zu verwenden, die ihre zweite 
Strahlung unabhangig von der ersten Strahlungsquelle er- 
zeugt und fur diesen Zweck eine eigene Energieversorgung 
aufweist, oder die in ihrer Funktion von der ersten Strah- 
lungsquelle und deren erste Strahlung abhangig ist. Im letz- 
teren Fall eignet sich als zweite Strahlungsquelle ein soge- 
nanntes Gasreaktionsrohr, das bei Unterdruck mit einem 
Gas gefullt ist und dann, wenn es von der ersten Strahlung 
bestrahlt wird, die zweite Strahlung abgibt. Im Rahmen der 
Erfindung kann es sich bei der ersten Strahlung um eine sol- 
che mit vorzugsweise langwelligen elektromagnetischen 
Wellen, insbesondere Mikrowellen, handeln. 

Die erste Strahlungsquelle kann so ausgebildet und ge- 
steuert sein, daB sie bei geringer Strahlungsleistung im we- 
sentlichen vollstandig von dem unter Druck stehenden Gas 
im Gasreaktionsrohr absorbiert wird, wobei durch die da- 
durch erzeugte zweite Strahlung der Ausgangsstoff im we- 
sentlichen erwarmungsfrei bestrahlt wird, wobei bei hohe- 
ren Strahlungsleistungen entsprechende Anteile der ersten 
Strahlung, z. B. durch das unter Druck stehende Gas im 
Gasreaktionsrohr hindurch, zum Ausgangsstoff gelangen 
und eine entsprechende Erwarmung des Ausgangsstoffs her- 
beifuhren. 

Es ist im weiteren im Rahmen der Erfindung moglich und 
vorteilhaft, die erfindungsgemaBe Vorrichtung als eine 
DurchfluBvorrichtung auszubilden, bei der der feste und/ 
oder fliissige und/oder gasfbrmige zu bestrahlende Aus- 
gangsstoff die Vorrichtung in einem einen Aufnahmeraum 
fur den Ausgangsstoff bildenden DurchfluBrohr durchstromt 
und dabei der ersten Strahlung und der zweiten Strahlung 
ausgesetzt wird, oder die Vorrichtung kann auch einen topf- 
formigen Aufnahmebehalter aufweisen, dessen Hohlraum 
den Aufnahmeraum fur den Ausgangsstoff bildet, in dem 
sich der Ausgangsstoff nach seiner Einfullung wahrend der 
Bestrahlung befindet und nach der Bestrahlung entnommen 
werden kann. 

Bei alien erfindungsgemaBen Losungen ist der zu bestrah- 
lende Ausgangsstoff von der Strahlungsquelle lediglich 
durch deren Wandung getrennt. Dabei kann die zweite 
Strahlungsquelle und/oder der Aufnahmeraum fur den zu 
bestrahlenden Ausgangsstoff so groB bemessen sein, daB der 
Aufnahmeraum durch einen die zweite Strahlungsquelle 
umgebenden Ringraurn einer nur so groBen Ringbreite ge- 
bildet wird, daB der in diesem Ringraurn angeordnete Aus- 
gangsstoff im Sinne einer verhaltnismaBig diinnen Schicht 
angeordnet ist, die auch bei verhaltnismaBig geringer Strah- 
lungsintensitat der zweiten Strahlungsquelle leistungsstark 
bestrahlt werden kann. 

Des weiteren ist es im Rahmen der Erfindung moglich, 
den Aufnahmeraum als DurchfluBleitung so lang auszubil- 
den, daB der Ausgangsstoff in einem Durchgang hinrei- 
chend bestrahlt werden kann. Es ist im Rahmen der Erfin- 
dung aber auch moglich, das DurchfluBrohr im Kreislauf 
auszubilden, so daB der Ausgangsstoff mehrmals durch den 



DE 197 48 520 A 1 



Aufnahme- bzw. Strahlungsraum gefiihrt werden kann. In 
dem Fall, in dem die DurchfluBleitung langer ist als die 
zweite Strahlungsquelle oder ein zugehoriger Bestrahiungs- 
raum konnen mehrere erste und/oder zweite Strahlungsquei- 
len bzw. zugehorige Bestrahlungsraume in DurchfluBrich- 
tung hintereinander angeordnet sein, so daB der Ausgangs- 
stoff in einem Durchgang leistungsstark bestrahlt und vor- 
zugsweise auch abschlieBend bestrahlt werden kann, so daB 
eine weitere Bestrahlung nicht erforderlich ist. 

Weitere Merkmale der Erfindung beziehen sich auf eine 
vorteilhafte Anordnung und Halterung der zweiten Strah- 
lungsquelle im Aufhahmebehalter. 

Bei alien erfindungsgemaBen Ausgestaltungen eignet sich 
eine zweite Strahlungsquelle in Form eines stabformigen 
Gasreaktionsrohrs, der zum einen in einen als DurchfluBlei- 
tung ausgebildeten Bestrahlungsraum stabformig und dabei 
vorzugsweise langs hineinragen kann oder in einen topffor- 
migen Bestrahlungsraum in etwa aufrechter Stellung ange- 
ordnet oder von oben stabformig hineinragen kann. Hierbei 
laBt sich eine einfache und praktische Halterung verwirkli- 
chen, wobei eine kontinuieriiche Durchfiihrung oder eine je- 
weilige Beschickung des Aufnahmebehalters mit dem zu 
behandelnden AusgangsstofF in einfacher Weise erfolgen 
kann. 

Nachfolgend werden die Erfindung und weitere durch sie 
erzielbare Vorteile anhand von vereinfachten Zeichnungen 
und bevorzugten Ausfuhrungsbeispielen naher erlautert Es 
zeigen 

Fig. 1 eine erfindungsgemaBe Vorrichtung zum Ausiosen 
und/oder Fordern chemischer Prozesse durch Bestrahlung 
eines Ausgangsstoffs mit elektromagnetischen Wellen in ei- 
nem topfformigen Aufnahmebehalter im vertikalen Schnitt; 

Fig. 2 eine erfindungsgemaBe Vorrichtung zum Ausiosen 
und/oder Fordern chemischer Prozesse durch Bestrahlen ei- 
nes Ausgangsstoffs mit elektromagnetischen Wellen in 
Form einer DurchfluBvorrichtung in einem sich langs der 
DurchfluBrichtung erstreckenden Schnitt. 

Die Hauptteile der ein Bestrahiungsgerat bildenden \br- 
richtung 1 sind ein kastenformiges Gehause 2 aus fur Mikro- 
wellen undurchlassigem Material, wie z. B. Metall- oder 
Stahlblech, das einen ersten Bestrahlungsraum 3 um- 
schlieBt, der durch eine seitliche, z. B. eine frontseitige, Ver- 
schluBtur 4 zuganglich ist, eine erste Strahlungsquelle 5, 
insbesondere ein Mikrowellengenerator, deren erste Strah- 
lung 5a im ersten Bestrahlungsraum 3 wirksam ist, ein oder 
mehrere, im ersten Bestrahlungsraum 3 angeordnete topf- 
formige Aufhahmebehalter 6 mit einem Aufhahmeraum 6a 
fur einen fliissigen oder puderformigen oder aus kleinen Tei- 
len wie Komem bestehenden, und zu bestrahlenden Aus- 
gangsstoff7, eine zweite Strahlungsquelle 8, die im Aufnah- 
meraum 6a angeordnet ist und eine allgemein mit 9 bezeich- 
nete Steuereinrichtung zur Funktionssteuerung der Vorrich- 
tung 1. 

Die erste Strahlungsquelle 5 erzeugt vorzugsweise lang- 
wellige elektromagnetische Wellen wie Mikrowellen. Die 
zweite Strahlungsquelle 8 erzeugt vorzugsweise kurzwel- 
lige elektromagnetische Wellen. Es kann sich um eine 
Plasma-Lichtquelle handeln, die z. B. Infrarotlicht (IR- 
Licht) oder vorzugsweise ultraviolettes Licht (UV-Iicht) er- 
zeugt. Bei der zweiten Strahlungsquelle 8 kann es sich um 
eine selbstandig funktionierende Strahlungsquelle handeln, 
deren Funktion von der Steuereinrichtung 9 gesteuert wird. 
Hierzu kann sie durch eine nicht dargestellte Steuerleitung 
mit der Steuereinrichtung 9 verbunden sein. 

Bei der vorliegenden Ausgestaltung ist die zweite Strah- 
lungsquelle 8 eine von der ersten Strahlungsquelle 5 abhan- 
gig funktionierende Strahlungsquelle. Vorzugsweise wird 
die zweite Strahlung 8a der zweiten Strahlungsquelle 8 



durch die erste Strahlung 5a der ersten Strahlungsquelle 5 
angeregt. Bei der vorliegenden Ausgestaltung ist die zweite 
Strahlungsquelle 8 durch einen Gasreaktionskorper 11 aus 
fur die erste und die zweite Strahlung 5a, 8a durchlassigem 
5 Material, wie z. B. Kunststoff, Keramik, Glas oder Quarz, 
gebildet, und sie enthalt bei Unterdruck ein Gas, das bei Be- 
strahlung mit den elektromagnetischen Wellen der ersten 
Strahlung 5a angeregt wird zur Emission einer auf den Aus- 
gangsstoff einwirkenden kurzweliigeren Strahlung, die Bin- 

10 dungsspaltungen und/oder Bindungsbildungen im Aus- 
gangsstoff bewirkt. Zur Fullung des Gasreaktionskorpers 11 
eignet sich ein Gas, das sich fur eine Abgabe von IR-Licht 
oder sichtbarem Licht oder vorzugsweise UV-Licht eignet. 
Die Gasfullung kann Edelgas mit oder ohne Quecksilberzu- 

15 satz oder Sticks toff enthalten. Die horizontale AuBenquer- 
schnittsgroBe des Gasreaktionskorpers 11 ist kleiner bemes- 
sen, als die InnenquerschnittsgroBe des Aufnahmebehalters 
6, so daB dazwischen ein Abstand bzw. Ringspalt besteht. 
Der Gasreaktionskorper 11 kann im und/oder oberhalb des 

20 Ausgangsstoffs 7 oder Aufnahmebehalters 6 angeordnet 
sein oder so angeordnet sein, daB er in den AusgangsstofF 7 
hineintaucht und mit einem Abschnitt, vorzugsweise mit 
etwa einer Halfte, aus dem AusgangsstofF 7 oder auch aus 
dem Aufnahmebehalter 6 nach oben herausragt. 

25 Vorzugsweise ist der Gasreaktionskorper 11 ein stabfor- 
miges Teil vorzugsweise runder Querschnittsform, das sich 
insbesondere gerade erstreckt, und dessen Querschnitts- 
groBe a vorzugsweise kleiner ist als die halbe Innenquer- 
schnittsabmessung b des Aufnahmebehalters 6 oder ein Ab- 

30 stand c zwischen der Innenwandung des Aufnahmebehalters 
6 und eines darin vorzugsweise zentral angeordneten und 
noch zu beschreibenden Kuhlkorpers. Diese Ausgestaltung 
ermoglicht es, zwei oder mehrere Gasreaktionskorper 11 
vorzugsweise gleicher Ausgestaltung im Aufnahmeraum 6a 

35 anzuordnen, wenn dies zwecks Erreichung einer angestreb- 
ten Strahlungsleistung oder gleichmaBigen Bestrahlung ge- 
wunscht ist. Deshalb sind der Vorrichtung 1 vorzugsweise 
zwei oder mehrere Gasreaktionskorper 11 insbesonderer 
gleicher Ausgestaltung zugeordnet. Bei der vorliegenden 

40 Ausgestaltung sind der oder die Gasreaktionskorper 11 
durch hohlzylindrische Rohre aus fur Mikrowellen durch- 
lassigem Material, z. B. Glas, Quarz, Kunststoff oder Kera- 
mik, gebildet, deren Enden vorzugsweise halbkreisforrnig 
konvex gerundet sind und Unterdruck enthalten. Mit 13 ist 

45 ein Rohrstutzen an einem Ende des Rohres bezeichnet, bei 
dem es sich um einen Saugstutzen handelt, an dem zur Er- 
zeugung des Unterdrucks im Gasreaktionskorper 11 bei des- 
sen Herstellung gesaugt werden kann, wonach der Rohrstut- 
zen 13 verschlossen wird, z. B. durch SchweiBen bzw. Ver- 

50 schmelzen. Bei der vorliegenden Ausgestaltung ist die auf- 
rechte Lange L des rohrformigen Gasreaktionskorpers 11 
kleiner bemessen als die zur Verfugung stehende Innenhohe 
h im Aufnahmebehalter 6, so daB der Gasreaktionskorper 11 
problemlos in den Aufnahmebehalter 6 paBt. Dies gilt insbe- 

55 sondere fur einen durch einen losbaren Deckel 14 geschlos- 
senen Behalter 6. Bei einem offenen Aufnahmebehalter 6 
kann der Gasreaktionskorper 11 nach oben aus dem Aufnah- 
mebehalter 6 herausragen. 

Zur Positionierung des Gasreaktionskorpers 11 im Auf- 

60 nahmebehalter 6 ist es vorteilhaft, einen Halter 15 im Auf- 
nahmebehalter 6 anzuordnen, auf dem der Gasreaktionskor- 
per 11 gestellt ist oder vorzugsweise in seiner aufrechten 
Stellung formschlussig gehalten ist. 

Um im Aufnahmebehalter 6 unterschiedliche Ausgangs- 

65 stoffe 7 zugleich bestrahlen zu konnen, ist es vorteilhaft, 
zwei oder mehrere topfformige und andeutungsweise darge- 
stellte Innenaufnahmebehalter 6b vorzusehen, die in den 
Aufnahmebehalter 6 nebeneinander einstellbar sind, z. B. in 
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eine auf einem Teilkreis verteilte Position. Um dies zu er- 
moglichen, muB die horizontale QuerschnittsgroBe der vor- 
zugsweise gleichen Innenbehalter kleiner sein, als die Halfte 
der horizontalen InnenquerschnittsgroBe b oder kleiner als c. 
Dabei ist es vorteilhaft, den Halter 15 so auszubilden, so daB 5 
der oder die Innenaufnahmebehalter 6b auf ihn aufstellbar 
sind und der Halter 15 den oder die Innenaufnahmebehalter 
6b in einer aufrechten Position formschlussig halt. Dabei ist 
es vorteilhaft, die horizontale QuerschnittsgroBe und -form 
des oder der Innenaufnahmebehalter 6b und des oder der 10 
Gasreaktionskorper 11 gleich auszubilden, so daB ein Innen- 
aufnahmebehalter 6b oder ein Gasreaktionskorper 11 auf ei- 
nen zugehorigen Anordnungs- bzw. Standplatz paBt. Hierfur 
kann jeweils ein Steckloch 15a im Halter 15 vorgesehen 
sein. Dabei ist es z. B. moglich und vorteilhaft, Innenbehal- 15 
ter 6b und Gasreaktionskorper 11 abwechselnd auf einem 
Teilkreis anzuordnen. 

Auch fur den Aufnahmebehalter 6 ist vorzugsweise ein 
Halter 16 zum Halten im ersten Bestrahlungsraum 3 vorge- 
sehen. Bei der vorliegenden Ausgestaltung ist der Aufnah- 20 
mebehalter 6 in hangender Position angeordnet, wobei der 
Halter 16 mit dem Deckel 14 verbunden ist oder von letzte- 
rem gebildet ist und der Aufnahmebehalter 6 von unten mit 
dem Deckel 14 verbindbar ist, hier durch eine Schraubver- 
bindung 17. Es ist auch vorteilhaft, den Deckel 14 an der 25 
Deckenwand 18 des Gehauses 2 anzuordnen, so daB die 
Deckenwand 18 die Funktion des Halters 16 erfullen kann 
und letzterer durch die Deckenwand 18 gebildet ist. Bei der 
vorliegenden Ausgestaltungen weist die Deckenwand 18 ein 
Loch 19 auf, in das der Deckel 14 mit einem verjungten Ver- 30 
bindungsrohrstutzen 21 einfaBt, wobei der hohlzylindrische 
Aufnahmebehalter 6 mit dem Verbindungsrohrstutzen 21 
verbindbar ist, insbesondere durch ein Gewinde an beiden 
Teilen verschraubbar ist Bei der vorliegenden Ausgestal- 
tung weist der Verbindungsrohrstutzen 21 ein AuBenge- 35 
winde auf, auf das der Aufnahmebehalter 6 mit einem an 
seinem oberen Randbereich angeordneten Innengewinde 
aufschraubbar ist 

Der Aufnahmebehalter 6 besteht aus wenigstens fur die 
erste Strahlung 5a durchlassigem Material, wie Kunststoff, 40 
Keramik, Glas oder Quarz, so daB die erste Strahlung 5a in 
den Innenbestrahlungsraum 22 im Aufnahmebehalter 6 ge- 
langt Ein fur Behandlungen unter Uberdruck und durch ei- 
nen Deckel verschlieBbaren Aufnahmebehalter 6 ist es vor- 
teilhaft, den Boden des Aufnahmebehalters 6 halbkreisfSr- 45 
mig zu umrunden. Um eine einfache und kostengiinstig her- 
stellbare sowie korrosionsfeste Bauweise fur den Aufnah- 
mebehalter 6 zu gewahrleisten ist dieser doppelwandig aus- 
gebildet mit einem Innentopf 6.1 aus sehr korrosionsfesten 
Material, insbesondere aus Glas oder Kunststoff, wie z. B. 50 
PTFE, und einem Druckmantel 6.2. 

Der Halter 15 kann im Sinne eines Hangekorbs ausgebil- 
det sein, der durch wenigstens eine oder zwei bzw. drei ein- 
ander gegeniiberliegende Haltestangen 24 mit dem Deckel 
14 verbunden sein kann. Hierdurch sind wenigstens ein be- 55 
reits erwahnter Innenaufnahmebehalter 6b und wenigstens 
ein Gasreaktionskorper 11 im demontieren Zustand des Auf- 
nahmebehalters 6 in hangender Position des Halters 15 
handhabungsfreundlich von auBen nach innen einstellbar 
und von innen nach auBen entnehmbar. Wenigstens eine 60 
Haltestange 24 kann als Rohr ausgebildet sein, das im Be- 
reich des Deckels 14 durch einen nach auBen fuhrenden Ka- 
nal verbunden ist, der mit einer Vorrichtung (nicht darge- 
stellt) zum Fiillen oder Absaugen von flieBfahigem Mate- 
rial, hier z. B. der Ausgangsstoff 7, verbunden sein kann. 65 

Im unteren Bereich des Aufnahmebehalters 6 kann ein 
Riihrer 25 angeordnet sein, der durch einen elektromagneti- 
schen Antrieb um die vertikale Langsachse drehbar ist, der 
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unter der Bodenwand 26 des Gehauses 2 angeordnet sein 
kann, wie es an sich bekannt ist. 

Bei der vorliegenden Ausgestaltung, bei der der Deckel 
14 mit dem Gehause 2 verbunden ist, konnen die mit dem 
Gehause 2 verbundenen und auf dessen elektrischen Poten- 
tial liegenden Teile aus Metall bestehen, z. B. das auf der 
Deckenwand 18 aufliegende Oberteil 27 des Deckels 14 
oder ein damit verschraubter Ringflansch 27a. Der Halter 15 
und die wenigstens eine Haltestange 24 bestehen vorzugs- 
weise aus fur die Bestrahlungen durchlassigem Material wie 
insbesondere Kunststoff. Dies gilt auch fur alle anderen 
Teile des Aufnahmebehalters 6, die im Funktionsprinzip 
nicht erwarmen sollen. 

Die Leistung der ersten Strahlenquelle 5 ist durch die 
Steuereinrichtung 9 vorzugsweise verringerbar und vergro- 
Berbar. Fur eine Bestrahlung des Ausgangsstoffs 7 ohne Er- 
warmung wird die Leistung in etwa nur so groB eingestellt, 
daB sie bzw. ein GroBteil dieser ersten Strahlung 5a von der 
zweiten Bestrahlungsquelle 8 absorbiert wird und deshalb 
die erste Strahlung 5a den Ausgangsstoff 7, der strahlungs- 
absorbierend sein kann oder nicht, nicht oder nur in einem 
vernachlassigbaren MaB oder nur geringfiigig zu erwarmen 
vermag. Hierdurch konnen auch Ausgangsstoffe 7 behan- 
delt werden, die warmeempfindlich sind, oder bei denen die 
Behandlung etwa bei Normaltemperatur bzw. Raumternpe- 
ratur stattfinden soli. Bei Behandlungen des Ausgangsstoffs 
7, bei denen eine Temperaturerhohung stattfinden kann oder 
soli, wird die Leistung der ersten Strahlungsquelle 5 ent- 
sprechend erhoht, so daB der Ausgangsstoff 7 von beiden 
Strahlungsquellen 5, 8 bestrahlt wird und aufgrund der Be- 
strahlung durch die erste Strahlung 5a mehr als nur gering- 
fiigig, z. B. auch so stark erwarmt werden kann, daB sich im 
Aufnahmebehalter 6 ein wesentlicher Uberdruck einstellt 
und eine Reaktion darin bei Uberdruck und bei erhohter 
Temperatur stattfinden kann. 

In Fallen, in denen es erwiinscht ist, die Temperatur im 
Ausgangsstoff 7 zu begrenzen oder zu kuhlen, ist es vorteil- 
haft, eine Kuhlvorrichtung fur den Ausgangsstoff 7 vorzuse- 
hen, hier in Form eines bereits erwahnten Kuhlfingers 28, 
der am Deckel 14 gehalten ist und sich nach unten iiber das 
Niveau 29 fur den Ausgangsstoff 7 hinaus erstreckt und so- 
mit in den Ausgangsstoff 7 im Funktionsbetrieb eintaucht. 
Der Kuhlfinger 28 ist im Bereich des Deckels 14 mit einer 
Zu- und Abfuhrungsleitung 31, 32 verbunden, die Teile ei- 
nes nicht dargestellten Kuhlmittelkreislaufs sind, in dem 
eine Pumpe P oder dgl. angeschlossen ist. Als Kuhlmittel 
kann ein Gas oder eine Fliissigkeit, z. B. Luft oder Wasser 
dienen. 

Vorzugsweise ist ein Temperaturfuhler 33 vorgesehen, 
mit dem die Temperatur im Ausgangsstoff 7 meBbar ist, und 
der durch eine Signalleitung 34 mit der Steuereinrichtung 9 
verbunden ist. Vorzugsweise ist der Temperaturfuhler im 
unteren Endbereich des Kiihlfingers 28 angeordnet, wobei 
die Signalleitung 34 sich nach oben langs durch den Kiihl- 
finger 28 erstreckt und auBenseitig vom Deckel 14 aus der 
Deckelanordnung ausmunden kann. Vorzugsweise uberragt 
der Thermofuhler 33 den Kuhlfinger 28 nach unten. Wie be- 
reits der Kuhlfinger 28 ist auch der Thermofuhler 33 vor- 
zugsweise zentral im Aufnahmebehalter 6 angeordnet. Der 
Kuhlfinger 28 oder der Thermofuhler 33 kann in einem vor- 
zugsweise zentralen Loch 35 im Halter 15 angeordnet sein 
oder sich mit einem Umfangsabstand durch das Loch 35 
hindurch erstrecken. 

Das Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 2, bei dem gleiche 
oder vergleichbare Teile mit gleichen Bezugszeichen verse- 
hen sind, unterscheidet sich vom vorbeschriebenen Ausfuh- 
rungsbeispiel dadurch, das der Aufnahmebehalter 6 bzw. der 
Innenbestrahlungsraum 22 durch ein sich vorzugsweise ge- 
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rade erstreckendes DurchfluBrohr 41 aus fur wenigstens die 
erste Strahlung 5a durchlassigem Material wie z. B. Kunst- 
stoff, Glas, Quarz oder Keramik gebildet ist, das einen Auf- 
nahmeraurn 6a umschlieBt und den ersten Bestrahlungsraum 
3 vorzugsweise etwa vertikal durchsetzt. Durch das Durch- 5 
fluBrohr 41 ist der flussige oder rieselfahige Ausgangsstoff 7 
durch eine Fordereinrichtung langs durch das DurchfluBrohr 
41 forderbar, vorzugsweise von unten nach oben. Bei der 
vorliegenden Ausgestaltung ist das DurchfluBrohr 41 strom- 
auf des ersten BestrahLungsraums 3 mit einer Zufiihrungslei- 10 
tung 42 verbunden, die sich von einem Vorratsbehalter 43 
zurn unteren Endbereich des DurchfluBrohrs 41 erstreckt 
und in der eine Pumpe 44 angeordnet ist. 

Im DurchfluBrohr 41 ist vorzugsweise in zentraler Posi- 
tion der vorzugsweise stangenformige Gasreaktionskorper 15 
11 angeordnet, wobei er an seinem unteren Ende oder an sei- 
nem oberen Ende gehalten sein kann. Bei der vorliegenden 
Ausgestaltung weisen das DurchfluBrohr 41 und der Gasre- 
aktionskorper 11 eine runde Querschnittsform auf, wobei 
der dazwischen befindliche Abstand d bzw. Ringraum unter- 20 
schiedlich bemessen und vorzugsweise mit einer kleinen 
Abmessung von z. B. weniger als etwa ein bis drei mm be- 
messen werden kann. In einem solchen Fall liegt der zu be- 
strahlende Ausgangsstoff 7 im Bereich der zweiten Strah- 
lenquelle 8 in Form eines Films bzw. einer dunnen Schicht 25 
vor, der bzw. die die zweite Strahlungsquelle 8 umgibt, wo- 
bei letztere im direkten Kontakt mit dem Ausgangsstoff 7 
steht. Hierdurch ist sowohl beim Vorhandensein eines ver- 
haltnismaBig groBen Abstands d als auch vorzugsweise klei- 
nen Abstands d eine leistungsfahige Bestrahlung des Aus- 30 
gangsstoffs 7 mit der zweiten Strahlung 8a und gegebenen- 
falls auch mit der ersten Strahlung 5a moglich. Die Lange 
der Bestrahlungszone e kann durch eine entsprechende Ab- 
messung des ersten Bestrahlungsraums 3 bestimmt werden, 
oder es konnen auch mehrere erste Strahlungsraume 3 nach- 35 
einander angeordnet sein, so daB der Ausgangsstoff 7 in ei- 
nem Durchgang hinreichend bestrahlt werden kann. Wie die 
Figur auch zeigt, konnen das DurchfluBrohr 41 und die 
zweite Strahlungsquelle 8 langer bemessen sein als der Be- 
strahlungsraum 3, siehe Lange el . 40 

Es ist im Rahmen der Erfindung auch moglich, eine Ab- 
fuhrungsleitung 45 mit der Zufuhrungsleitung 42 oder mit 
dem Vorratsbehalter 43 zu verbinden, so daB ein Teil des 
Ausgangsstoffs 7 oder dieser insgesamt im Kreislauf gefor- 
dert und mehrmals bestrahlt werden kann. Dies ist durch 45 
eine andeutungsweise dargestellte Ruckfuhrungsleitung 36 
verdeutlicht, die von einem Schalt- oder Mengen-Steuer- 
ventilteil V in der Abfuhrungsleitung 45 ausgeht. 

Bei der vorliegenden Ausgestaltung ist das DurchfluBrohr 
41 zu beiden Seiten des Gehauses 2 des ersten Bestrahlungs- 50 
raums 3 mit Halteteilen 46 und 47 verbunden, an die Zufuh- 
rungs- und Abfuhrungsleitungen 42, 45 angeschlossen sind. 
Einer dieser Anschliisse, hier der AbfuhrungsanschluB ist 
seitlich angeordnet. Der vorzugsweise gerade und zylin- 
drisch ausgebildete stangenformige Gasreaktionskorper 11 55 
ist vorzugsweise im oberen Halteteil 45 gehalten, insbeson- 
dere mittels einer Steckverbindung. Zur Einsteliung eines 
konstanten oder zur VergroBerung oder zur Verkleinerung 
des Druckes im Bereich des DurchfluBrohrs 41 ist ein 
Druckeinstellventil 48 hinter dem Bestrahlungsraum 22, 60 
vorzugsweise in der Abfuhrungsleitung 45 angeordnet 
Hierbei kann es sich um ein Proportionalventil handeln, das 
einen konstanten Druck im Bestrahlungsraum 22 einstellt. 
Es eignet sich auch ein Druckbegrenzungsventil. 

Zur Anzeige des vorhandenen Druckes kann ein Druck- 65 
sensor 49 vorgesehen sein, der bei der vorliegenden Ausge- 
staltung im Bereich des Halteteils 46 angeordnet ist, insbe- 
sondere zwischen der Pumpe 44 und dem DurchfluBrohr 41. 
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Es ist auch ein Temperatursensor 50 vorhanden, mit dem 
die Temperatur im Ausgangsstoff im Bestrahlungsraum 3 
oder 22 ermittelt werden kann. Bei der vorliegenden Ausge- 
staltung ist der Temperatursensor 50 im Ringspalt zwischen 
dem Gasreaktionskorper 11 und dem DurchfluBrohr 41 an- 
geordnet und durch eine sich nach oben erstreckende Si- 
gnalleitung 51 mit der Steuereinrichtung 9 verbunden. Es ist 
auch eine Kuhlvorrichtung 52 fur den bestrahlenden Aus- 
gangsstoff 7 vorgesehen, die vorzugsweise in Durchgangs- 
richtung nach dem ersten Bestrahlungsraum 3 angeordnet 
ist, insbesondere auch hinter dem Temperatursensor 50. Die 
Kuhlvorrichtung 52 ist durch ein hohlzylindrisches Mantel- 
stuck 53 gebildet, dessen Hohlraum mit einer Zufuhrungs- 
leitung 54 und einer Abfuhrungsleitung 55 fur ein Kuhlrnit- 
tel, z. B. Wasser, verbunden oder verbindbar ist und das 
DurchfluBrohr 41 unmittelbar umgibt. 

Fur einen Bestrahlungsvorgang werden die Pumpe 44 und 
die erste Strahlenquelle 5 und somit auch die zweite Strah- 
lungsquelle 8 eingeschaltet, wobei vorzugsweise eine 
Pumpe 44 mit wahlweise verringerbarer oder vergroBerba- 
rer Fordermenge verwendet wird, so daB auch oder nur hier- 
durch durch eine Einsteliung der Fordermenge der Pumpe 
44 die Stromungsgeschwindigkeit des fliissigen oder riesel- 
fahigen gegebenenfalls auch gasfbrmigen Ausgangsstoff 7 
im DurchfluBrohr 41 und sornit auch die Bestrahlungszeit 
bestimmt werden konnen. Sofern im Ausgangsstoff im Be- 
reich des Bestrahlungsraum 3 ein Uberdruck herrschen soil, 
wird das vorzugsweise einstellbare Druckventil eingeschal- 
tet, das die GroBe einer Drossel 48a einstellt, die den Druck 
im Ausgangsstoff 7 stromauf der Drossel 48a und auch die 
Stromungsgeschwindigkeit bestimmt 

Der Ausgangsstoff 7 im bereits beim ersten Ausfuhrungs- 
beispiel beschriebenen Sinne je nach der Einsteliung der 
Leistung der ersten Strahlungsquelle 5 nur mit der zweiten 
Strahlung 8a oder auch mit der ersten Strahlung 5a bestrahlt 
werden. Dem Ausgangsstoff 7 bzw. Reaktionsgernisch kann 
eine Heizvorrichtung 54 zur Vorheizung zugeordnet sein, 
die vorzugsweise stromauf der Pumpe 44 angeordnet ist. 
Hierbei kann es sich um eine Heizvorrichtung 54 handeln, 
die in einen den Vorratsbehalter 43 tragenden Sockel inte- 
griert ist. 

Patentanspruche 

1. Vorrichtung zum Auslosen und/oder Fordern che- 
mischer Prozesse durch Bestrahlung eines Ausgangs- 
stoffs (7) mit elektromagnetischen Wellen, mit 

- wenigstens einem von einer Wandung umgebe- 
nen Aufnahmeraum (6a) fur den Ausgangsstoff 
(7), 

- einer ersten Strahlungsquelle (5), die den Auf- 
nahmeraum (6) mit einer vorzugsweise langwel- 
lige elektromagnetische Wellen aufweisenden er- 
sten Strahlung (5a) bestrahlt, 

- einer zweiten Strahlungsquelle (8), die den 
Aufnahmeraum (6a) mit einer kurzwellige elek- 
tromagnetische Wellen enthaltenden zweiten 
Strahlung (8a) bestrahlt, 

- und einer elektrischen Steuereinrichtung zum 
Steuern der Vorrichtung (1), dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die zweite Strahlungsquelle (8) im 
Aufnahmeraum (6a) angeordnet ist. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die zweite Strahlungsquelle (8) teilweise 
oder vollstandig im Aufnahmeraum (6a) oder im Aus- 
gangsstoff (7) angeordnet ist. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die zweite Strahlungsquelle (8) ei- 



DE 197 48 

9 

nen kompakten oder stabformigen Strahlungshohlkor- 
per (10) vorzugsweise runder Querschnittsform auf- 
weist. 

4. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die zweite Strahlungsquelle (8) ein 5 
Gasreaktionshohlkorper (11) ist, der mit einem Gas bei 
Unterdruck gefullt ist, das bei Bestrahlung mit den 
elektromagnetischen Wellen entsprechender Energie 
der ersten Strahlungsquelle (5) angeregt wird zur Emis- 
sion einer auf den Ausgangsstoff (7) einwirkenden 10 
kurzwelligeren Strahlung (8a), die Bindungsspaltun- 
gen und/oder Bindungsbildungen im Ausgangsstoff 
bewirkt. 

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Gasreaktionshohlkorper (11) mit ei- 15 
nem zur Emission von UR-Licht, sichtbarem Licht 
oder vorzugsweise UV-Licht geeignetem Gas gefullt 
ist. 

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die horizontale 20 
Querschnittsabmessung (a) der zweiten Strahlungs- 
quelle (8) kleiner ist als die halbe horizontale Quer- 
schnittsabmessung (b) des Aufhahmeraums (6a). 

7. Vorrichtung nach einem der vorherigen Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Aufhahmeraum (6a) 25 
in einem topfrormigen Aufnahmebehalter (6) aus flu- 
die erste Strahlung (5a) und vorzugsweise auch fur die 
zweite Strahlung (8a) durchlassigem Material angeord- 
net ist. 

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 30 
zeichnet, daB der Aufnahmebehalter (6) durch eine 
VerschluBvorrichtung mit einem Deckel (14) losbar 
verschlieBbar ist 

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Deckel (14) an der Deckenwand (18) 35 
eines einen ersten Bestrahlungsraum (3) begrenzenden 
Gehauses (2) angeordnet ist. 

10. Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Aufnahmebehalter (6) und der 
Deckel (14) durch eine Schraubverbindung miteinan- 40 
der verbindbar sind. 

1 1 . Vorrichtung nach einem der vorherigen Anspriiche 
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB der Aufhahme- 
raum (6a) durch ein DurchfluBrohr (41) fur den Aus- 
gangsstoff (7) gebildet ist, das mit einer Zufuhrungslei- 45 
tung (31) und einer Abfuhrungsleitung (32) fur den 
Ausgangsstoff (7) verbunden ist, wobei eine Forder- 
vorrichtung, insbesondere eine Pumpe (44) zum For- 
dem des Ausgangsstoff s (7) in den Leitungen (31, 32, 
41) vorgesehen ist 50 

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die auf dem Umfang vorzugsweise glei- 
che Abmessung des die zweite Strahlungsquelle (8) 
umgebenden Ringraumes kleiner ist als etwa 5 mm, 
insbesondere kleiner als 2 bis 3 mm, vorzugsweise 55 
kleiner ist als etwa 1 mm ist. 

13. Vorrichtung nach Anspruch 11 oder 12, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Zufuhrungsleitung (31) und 
die Abfuhrungsleitung (32) durch eine Ruckfuhrungs- 
leitung (45a) fur einen teilweisen oder vollstandigen 60 
RuckfluB des bestrahlten Ausgangsstoffs (7) miteinan- 
der verbunden sind. 

14. Vorrichtung nach einem der vorherigen Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB eine Kuhlvorrich- 
tung (28; 52) zum Kuhlen des Ausgangsstoffs (7) im 65 
Bereich der ersten Strahlung (5a) oder stromab davon 
vorgesehen ist. 

15. Vorrichtung nach einem der vorherigen Ansprii- 
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che, dadurch gekennzeichnet, daB ein Temperatursen- 
sor (33; 49) vorgesehen ist, zum Messen der Tempera- 
tur im Ausgangsstoff (7) im Bereich des Aufnahme- 
raums (6a) oder stromab davon. 



Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen 



ZEICHNUNGEN SEITE 1 Nummer: DE197 48 520A1 

Int. CI. 6 : B01J 19/12 

Offenlegungstag: 6. Mai 1999 




902 018/555 



ZEICHNUNGEN SEITE 2 



Nummer: 
fnt. CI. 6 : 

Offenlegungstag: 



DEI 97 48 520 A1 
B01J 19/12 

6. Mai 1999 




902 018/555 



